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Целью работы является исследование возможности применения плазменно-иммерсионной техноло-
гии для обработки внешних поверхностей трения габаритных трубчатых деталей и групповой упрочняю-
щей обработки объемных деталей с развитой геометрией наружной поверхности. Рассматривается ком-
плексная технология, включающая высокоинтенсивную низкоэнергетичную имплантацию азота и нанесе-
ние наноструктурного функционального покрытия.

Исследованы особенности использования источника ускоренных газовых ионов для проведения
комплексной технологии поверхностной обработки рабочей поверхности пары трения. Комплексная тех-
нология включает ионную полировку для устранения последствий абразивной обработки. Выявлены осо-
бенности предварительной обработки поверхности перед покрытием в условиях «масляной» откачки при
обработке деталей из титановых сплавов. Для обеспечения иммерсионного характера обработки использо-
ван оригинальный способ подключения источника питания разряда ускорителя ионов.

Экспериментально доказано, что планарное магнетронное устройство несбалансированного типа
может создавать поток пучковой плазмы для проведения предварительных операций нагрева, очищения и
активации поверхности обрабатываемого объекта. С его помощью обеспечивается нанесение функцио-
нального покрытия, а также создается рабочая плазменная среда для проведения локальной и групповой
иммерсионной технологии высокоинтенсивной  низкоэнергетической имплантации азота.

Обосновано применение плазменных устройств магнетронного типа для обеспечения плазменно-
иммерсионной обработки в разреженной плазме несамостоятельного тлеющего разряда. Разработано и
испытано магнетронное устройство для нанесения покрытия при пониженном рабочем давлении
(7 – 8) × 10-4 Торр. Благодаря сильной несбалансированности магнитной системы магнетрона формирует-
ся поток пучковой плазмы. Пучковая плазма используется для локальной плазменно-иммерсионной обра-
ботки и в газоразрядном источнике электронов для инициирования несамостоятельного тлеющего разря-
да. Разработано интегрированное плазменное устройство, включающее планарный несбалансированный
магнетрон и электродную систему плазменного широкоапертурного источника электронов.

Получены экспериментальные образцы плазменно-иммерсионной обработки. Полученные результа-
ты не противоречат ожидаемым.
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